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การเตรียมแผนกรองฟลมบางแทรคเอตชโดยใชฟลมพอลิสไตรีน 
จีรวุฒิ แกวเสนีย1, วิเชียร รตนธงชัย2*, พิชญ ศุภผล3 และพินพรรณ วิศาลอัตถพันธุ1  

บทคัดยอ 
แผนกรองฟลมบางโพลิสไตรีนแทรคเอตช เตรียมขึ้นจากแผนฟลมบางโพลิสไตรีน 

ความหนา 13 ไมโครเมตร ทําใหเกดิรอยอนุภาคจากปฏิกิริยานวิเคลียรฟชชัน แลวลางกัดรอยใน
สารละลายโปแตสเซียมไดโครเมต ใน 40% กรดซัลฟุริก ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดยใชเวลา
ลางกัดรอย 6-10 ช่ัวโมง ทําใหเกดิรูพรุนบนแผนฟลมมีเสนผาศูนยกลาง 1.3 - 3.4 ไมโครเมตร โดย
ขนาดของรูแปรผันโดยตรงกบัความเขมขนของสารละลายและเวลาในการลางกัดรอย   แผนกรอง
ฟลมบางพอลิสไตรีนที่เตรียมขึ้น สามารถทําใหน้ําไหลผานได โดยมอัีตราการไหล 0.79 - 1.56 
มิลลิเมตรตอตารางเซนติเมตรตอนาที ที่ความดัน 109.8 - 113.7 กิโลพาร 
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Abstract 
 

Polystyrene nuclear track etch membrane filters was prepared by exposed 13 �m 
thin film polystyrene with fission fragment. Nuclear latent track was enlarged to through hole on 
the film by etching with 80 oC 40% H2SO4 with K2Cr2O7  solution  for 6-10 hour. The hole size 
was depend on concentration of etching solution and etching time with 1.3-3.4 �m hole 
diameter. The flow rate test of water was 0.79-1.56 mm cm-2 min-1 at 109.8-113.7 kPa pressure.  
 
Keywords:  track etch filters, nuclear track filters, membrane filters, track etch membrane filters, 

polystyrene membrane filters 
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1.  บทนํา 
แผนกรองฟลมบางแทรคเอตช (track etch membrane filters) เปนวัสดทุี่มีการใชทั่วไป

ในหองปฏิบัตกิารทางการแพทย ทางอุตสาหกรรม ทางดานจุลชีววทิยา และทางดานสิ่งแวดลอม 
โดยใชสําหรับงานกรองที่ตองการความถูกตองสูง เนื่องจากรูบนแผนกรอง มีขนาดสม่ําเสมอ วัสดุที่
ใชทําแผนกรองไมเกิดปฏิกิริยากับสารที่กรอง และสามารถนําไปใชไดกบัสารละลายที่เปนกรดหรือ
ดาง ตามชนิดของฟลม 

พอลิสไตรีน (polystyrene) เปนพลาสตกิใส ไมมกีล่ิน ไมมีสี ไมมีรส เปนวสัดุ
ฉนวนไฟฟา มีจุดหลอมเหลว 150-243 องศาเซลเซียส  มีการนําไปใชงาน โดยใชทําชิ้นสวนภายใน
ของรถยนต อุปกรณเครื่องใชในบาน อุปกรณไฟฟา และปุมที่ใชปรับหรือหมุนของอุปกรณไฟฟา 
พอลิสไตรีนมีโครงสรางของหนวยยอยและโครงสรางของโพลิเมอร ดังรูปที่ 1 [1] 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 โครงสรางโมเลกุลในหนวยยอยและโพลิเมอรของพอลิสไตรีน 

แผนกรองฟลมบางโพลิสไตรีนแทรคเอตช (polystyrene track etch membrane filters) 
เตรียมขึ้นจากแผนฟลมบางพลาสติกโพลิสไตรีน ความหนา 13 ไมโครเมตร ใชอนุภาคมีประจุ
พลังงานสูง จากปฏิกิริยานวิเคลียรฟชชัน (fission fragment) ระหวางนวิตรอนกบันิวเคลียสของ
ยูเรเนยีม-235 ยิงผานแผนฟลม ทําใหเกดิรอยแฝง (latent track) ขนาดเล็กมากบนฟลม  เนื่องจาก
สายโพลิเมอรขาดออกตามทศิทางที่อนุภาคเคลื่อนที่ผาน  เมื่อนําฟลมไปลางกัดขยายรอย (track 
etching) ในสารละลายกรดเขมขน เนื้อฟลมตรงสวนที่เกดิรอยจะละลายออก ทําใหรอยมีขนาดใหญ
ขึ้น หรือเกดิเปนรู (pore) ตามแนวของรอยอนภุาค โดยมีขนาดอยูในระดบันาโนเมตรถึง
ไมโครเมตร แปรผันตามความเขมขนของสารละลายที่ใชลางกัดรอย (etching solution)  อุณหภูมิ 
และเวลาทีใ่ชในการลางกัดรอย  

 

 
รูปท่ี 2     
ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันระหวางนวิตรอนกับ
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นิวเคลียสของยูเรเนยีม-235 ทําใหเกดิอนภุาค
พลังงานสูงเคลื่อนที่ผานฟลมพลาสติก 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3   อนุภาคมีประจุพลังงานสูงทําใหสายโพลิเมอรขาดออกและเกิดรอยในฟลมพลาสติก 
 

2.  อุปกรณและวิธีการทดลอง 
แผนกรองฟลมบางแทรคเอตชพอลิสไตรีน เตรียมขึ้นจากฟลมบางพอลิสไตรีน ยิงดวย

อนุภาคพลังงานสูงที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน (fission fragment) ระหวางนิวตรอน จาก
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจยั (nuclear research reactor) กบันิวเคลียสของธาตุยูเรเนียม ทําใหเกิดรอย
บนฟลม แลวลางกัดรอยดังกลาว ดวยสารละลายโปแตสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) ในกรดซัลฟุริก 
(H2SO4) โดยทําการทดลองดังนี ้

2.1  การทดสอบความเขมขนของสารละลายที่ใชลางกดัรอย 
2.1.1 ประกบแผนฟลมพอลิสไตรีนที่มีความหนา 13 ไมโครเมตร กับแผน

สารประกอบยเูรเนียม (ammonium diurinate) และบรรจลุงในคาสเซตตอลูมิเนียม 
2.1.2 วางคาสเซตตบรรจุแผนฟลมและสารประกอบยูเรเนยีม ไวดานหนาลํา

นิวตรอนขนาด 8 นิว้ ของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจยั ปปว-1/1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาต ิ
ที่ระยะ 100 เซนติเมตร มีฟลักซของนิวตรอน 105 นิวตรอนตอตารางเซนติเมตร เปนเวลา 4 ช่ัวโมง 

2.1.3 ลางกัดรอยอนภุาคบนฟลม ดวยสารละลาย K2Cr2O7 ใน 40% H2SO4 ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ช่ัวโมง โดยมีอัตราสวนและความเขมขนของสารละลาย ดัง
ตารางที่ 1  

2.1.4 ตรวจสอบขนาดและความหนาแนนของรอยอนุภาคบนฟลม โดยใชกลอง
จุลทรรศน 
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รูปท่ี 4  ลํานิวตรอนขนาด 8 นิ้ว ของเครื่องปฏิกรณปรมาณูวจิัย ปปว-1/1 

ตารางที่ 1 อัตราสวนและความเขมขนของสารละลายที่ใชลางกัดรอย 

K2Cr2O7 (g) 40% H2SO4 (ml) ความเขมขน K2Cr2O7 
15 100 0.51 N 
20 100 0.68 N 
25 100 0.85 N 
30 100 1.02 N 
35 100 1.19 N 

2.2  การทดสอบเวลาในการลางกัดรอย 
2.2.1 ประกบแผนฟลมพอลิสไตรีนความหนา 13 ไมโครเมตร กับแผน

สารประกอบยเูรเนียมและบรรจุลงในคาสเซตตอลูมินียม 
2.2.2 วางคาสเซตตไวดานหนาลํานิวตรอนขนาด 8 นิ้ว ของเครื่องปฏิกรณ

ปรมาณูวิจยั ปปว-1/1 ที่ระยะ 100 เซนติเมตร เปนเวลา 4 ช่ัวโมง 
2.2.3 ลางกัดรอยอนภุาคบนฟลม ดวยสารละลาย 1.19 N  K2Cr2O7 ใน 40% 

H2SO4 ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาในการลางกัดรอย 6-10 ช่ัวโมง 
2.2.4 ตรวจสอบขนาดและความหนาแนนของรอยอนุภาคบนฟลม โดยใชกลอง

จุลทรรศน 

2.3  การทดสอบการไหลผานของน้ํา 
2.3.1 บรรจุแผนกรองฟลมบางพอลิสไตรีนในตลับบรรจุแผนกรอง (filter 

holder)  
2.3.2 ติดตั้งตลับบรรจุแผนกรองไวที่ปลายทอน้าํที่ตอออกจากถังน้ํา โดยใหอยูที่

ตําแหนงเหนือบีกเกอร ดังรูปที่ 5 
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2.3.3 เปดวาลวใหน้าํไหลผานแผนกรอง บันทึกเวลาที่เปดน้ํา ความสูงของระดับ
น้ํา และปริมาตรของน้ําในบกีเกอร 

2.3.4 คํานวณแรงดนัของน้ําและอตัราการไหลของน้ําผานแผนกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5   การจัดอุปกรณทดสอบการไหลของน้ําผานแผนกรองพอลิสไตรีน 
 

3.  ผลการทดลอง 
ฟลมพอลิสไตรีนที่มีรอยอนภุาคจากปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน (fission fragment)   เมื่อ

ผานกระบวนการลางกัดรอยดวยสารละลาย K2Cr2O7 ใน 40% H2SO4 ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 16 ช่ัวโมง ทําใหเกดิรอยอนภุาคบนฟลม ดังรูป 6 

 
 
 
 
 
 
 

(A) (B) 
รูปท่ี 6 ภาพถายของรอยอนุภาคบนฟลมพอลิสไตรีนลางกัดรอยดวยสารละลาย 0.68N  

K2Cr2O7 ใน 40% H2SO4  (A) ถายดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และ (B) ถายดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 
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3.1  ผลของความเขมขนของสารละลายที่ใชลางกดัรอย 
รอยอนุภาคบนฟลมบางพอลิสไตรีน ที่ลางกัดรอยดวยสารละลาย  K2Cr2O7 ใน 

40% H2SO4 มีขนาดซึ่งวัดจากเสนผาศูนยกลางของรอยอนุภาค แปรผันตามความเขมขนของ
สารละลาย โดยไมมีผลตอความหนาแนนของรอยอนภุาคบนฟลม ดังผลการทดลอง ในตารางที่ 2 
และกราฟความสัมพันธ ระหวางความเขมขนของสารละลายกัดรอยกับขนาดของรอูนุภาค ในรูปที่ 
7 

ตารางที่ 2  ขนาดและความหนาแนนของรอยอนุภาคกับความเขมขนของ
สารละลายที่ใชลางกัดรอย 

 Etching Conc. (N) Track size (µm) Track density x 105 (cm-2) 
0.51   3.9 + 0.2 1.86 + 0.33 
0.68   6.6 + 0.3 1.81 + 0.44 
0.85   7.6 + 0.3 1.80 + 0.35 
1.02 10.1 + 0.5 1.81 + 0.23 
1.19 11.6 + 0.9 1.61 + 0.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 7   ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายที่ใชลางกัดรอยกับ
ขนาดของรอยอนุภาคบนฟลมพอลิสไตรีน 
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3.2   ผลของเวลาในการลางกดัรอย 
รอยอนุภาคบนฟลมบางพอลิสไตรีนที่ลางกัดรอยดวยสารละลาย 1.19 N K2Cr2O7 

ใน 40% H2SO4 มีขนาดแปรผันโดยตรงกบัเวลาที่ใชในการลางกัดรอย ดังผลการทดลอง ในตารางที่ 
3 และกราฟความสัมพันธ ระหวางเวลาในการลางกัดรอยกับขนาดของรูบนฟลม ดังรูปที่ 8 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบเวลาในการลางกัดรอย 
Etching Time ( h)  Pore size (µm) Pore density x 105 (cm-2 ) 

6 1.3 + 0.1 1.82 +  0.33 

7 1.6 + 0.1 1.81 +  0.54 
8 2.4 + 0.2 1.83 +  0.35 
9 2.9 + 0.3 1.87 + 0.27 
10 3.4 + 0.3 1.86 +  0.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8   ความสัมพันธระหวางเวลาในการลางกัดรอยกับขนาดและความ
หนาแนนของรอยอนุภาคบนฟลมพอลิสไตรีน 

3.3    อัตราการไหลของน้ําผานแผนกรอง 
แผนกรองฟลมบางพอลิสไตรีนที่ใชเทคนิคแทรคเอตชในการทําใหเกิดรูพรุน

ขนาดเล็ก ซ่ึงของเหลว เชน น้ํา สามารถไหลผานได จากการทดสอบอัตราการไหลผาน ทําใหเกดิ
ความดันผานแผนกรองโดยใชระดับน้ําทีแ่ตกตางกัน พบวา อัตราการไหลผานของน้ํา (water flux) 
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มีคาแปรผันโดยตรงกับความดัน ดังผลการวิเคราะหในตารางที่ 4 และกราฟความสัมพันธ ระหวาง
ความดันกับอตัราการไหลผานของน้ํา ในรูปที่ 9 

ตารางที่ 4  อัตราการไหลผานของน้ําผานแผนกรองพอลิสไตรีน 
Pressure (kPa) Water Flux (ml cm-2 min-1) 

109.8 0.79 + 0.19 
110.8 0.88 + 0.22 
111.8 1.09 + 0.18 
112.7 1.29 + 0.28 
113.7 1.56 + 0.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9   กราฟความสัมพันธของความดันกบัอัตราการไหลของน้ําผานแผนกรอง 
 

4.  สรุปผลการทดลอง 
   แผนฟลมพอลิสไตรีนความหนา 13 ไมโครเมตร ที่ทําใหเกิดรอยของอนุภาคจากปฏิกิริยา

นิวเคลียรฟชชัน ระหวางนวิตรอนกับนิวเคลียสของยูเรเนียม เมื่อนําไปลางกัดรอยในสารละลาย 
K2Cr2O7 ใน 40% H2SO4 ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6-10 ช่ัวโมง สามารถทําใหเกิดรู
พรุนบนแผนฟลม มีเสนผาศูนยกลาง 1.3 - 3.4 ไมโครเมตร โดยขนาดของรูแปรผันโดยตรงกบั
ความเขมขนของสาระลายและเวลาที่ใชในการลางกัดรอย แผนกรองฟลมบางพอลิสไตรีน สามารถ
ทําใหน้ําไหลผานได โดยมอัีตราการไหล 0.79 -1.56 ml cm-2 min-1 ที่ความดัน 109.8 - 113.7 kPa 
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